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Mit einem Schirmddmpfungs-Messplatz
(SDM) lasst sich die Schirmwirkung diinner,
leitfahiger Schirmmaterialien reproduzierbar
messen und beziiglich der Materialeigen-
schaften untersuchen. Dabei werden auch
lokale Inhomogenititen und Unterschiede
der Schirmwirkung bei verschiedener Aus-
richtung (Anisotropien) messbar.

Schirmdampfung nach der Langer-Methode
- zuverlassige Materialcharakterisierung
fiir die magnetische Nahfeldabschirmung

Die Langer EMV-Technik GmbH stellte ein
neues Priif- und Analysesystem zur Bewer-
tung der Schirmdampfung leitfahiger Mate-
rialien gegeniiber magnetischen Nahfeldern
vor. Das System ist flir die Materialent-
wicklung, den Materialvergleich und die
Qualitétssicherung konzipiert — insbeson-
dere fiir Hersteller von EMV-Schirmmate-
rialien, Priiflabore sowie Forschungs- und
Entwicklungsteams, die eine zuverléssige
magnetische Feldabschirmung benétigen.

Messprinzip

Der Messplatz nutzt ein neues Messprinzip
auf Basis von zwei gekoppelten Mikrostrei-
fenleitungen. Das zu testende Material wird
zwischen diesen positioniert. In die erste
Mikrostreifenleitung wird ein Strom einge-
speist, der ein Magnetfeld erzeugt. Dadurch
wird in der zweiten Mikrostreifenleitung
eine Spannung induziert.

Durch den Vergleich der Messwerte mit
und ohne Material kann die Schirmddamp-
fung direkt bestimmt werden. Dadurch steht
eine reproduzierbare, hochaufldsende und

materialbezogene Methode zur Verfligung,
die tiefere Einblicke in die Schirmwirkung
ermoglicht.

Wesentliche Vorteile

¢ breiter Frequenzbereich
Messungen von 30 kHz bis 1 GHz mit
einem Dynamikbereich von mehr als
100 dB

* hervorragende Reproduzierbarkeit
definierte Messgeometrie gewahrleistet
stabile Ergebnisse ohne aufbauabhéngige
Abweichungen

e direkte Materialbewertung
Bestimmung materialbezogener Schirmpa-
rameter anstelle systemabhingiger Werte

* besseres Verstindnis
fiir die Materialentwicklung
unterstiitzt die Materialoptimierung —
nicht nur die Bestimmung eines einzelnen
Dampfungswertes

* hohe ridumliche Auflésung
erkennt lokale Inhomogenititen und
Unterschiede in der Materialstruktur oder
Beschichtungsqualitét

* Erkennung von Anisotropie
identifiziert richtungsabhéngiges Schirm-
verhalten, beispielsweise bei strukturierten,
gewebten oder prozessbedingt orientierten
Materialien.

¢ definierte Kompression des Testmaterials
Messungen konnen unter kontrollierter
Kraft durchgefiihrt werden, um das Mate-
rialverhalten unter realistischen Montage-
bedingungen zu bewerten
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Schirmwirkung verschiedener Materialien iiber der Frequenz;
unterhalb von 1 MHz zeigen Vlies- und Gewebematerialien nahezu keine

Abschirmwirkung.
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Richtungs- und positionsabhdngige Schirmwirkung;
Inhomogenitdten in der Materialstruktur und Materialorientierung fiihren

zu deutlichen Unterschieden.
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Nonwoven shielding:n

Vergleich von Vlies- und Gewebe-Schirmmaterialien

¢ kleine Materialproben
bendtigt weniger Material als viele eta-
blierte Verfahren und reduziert den Auf-
wand fiir die Testvorbereitung.

¢ keine Einfliisse
durch punktuelle Fixierung
Im Gegensatz zu herkémmlichen Mess-
methoden mit lokaler Klemmung oder
Schraubfixierung nutzt die Langer-
Methode eine flachige Materialauflage,
um mechanische Einfliisse zu reduzieren.
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Konventionelle Schirmddmpfungsmes-
sungen hingen hdufig stark von Mess-
aufbau, Materialfixierung und Montage-
bedingungen ab.

Die Langer-Methode reduziert diese Ein-
fliisse und liefert gut vergleichbare, repro-
duzierbare und anwendungsrelevante
Ergebnisse —und damit bessere Vergleich-
barkeit, tieferes Materialverstindnis und
effektivere Abschirmldsungen. <«
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